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1. はじめに 

金ナノ粒子プラズモンを活用した触媒反応が近年活用されている 1。我々は金ナノ粒子から供給

されるホットエレクトロンをプラズマ表面反応へ応用し、良質な極薄膜の室温形成への活用を図

ってきた。2 今回は極薄シリコン酸化膜の形成を目的に、プラズモン励起用の赤外光とプラズマ

VUV 光の作用に注目し、ラジカル酸化を促進する局所加熱効果を発見したので報告する。 

2. 実験結果 

超高真空チャンバー内で SiO2/Si(100)基板上に電子ビーム蒸着によりAuを平均厚さ 0.4 nm蒸着

し Auナノ粒子(C)を表面に形成した。別チャンバー内で 1Paの O2誘導結合プラズマを生成し、図

1(a)の構成で 30line/inchの SUS304製シングルメッシュを通過したOラジカル(R)を 10分間試料へ

照射した。光(L)の波長はフィルターと LEDで制御し、O2プラズマからの VUV 光を混合した。以

上からなるプラズモン励起反応条件を RLCとする。図 1(b)に SiO2膜の誘電特性{1V印加時の漏れ

電流と EOT(等価酸化膜厚)}を示す。Auナノ粒子に赤外光(850nm)を光吸収させた場合、プラズモ

ンの脱励起で放出される熱が表面を加熱し、Oラジカルの SiO2/Si界面への拡散を促進したと考え

られる。VUVの混合により Si-O結合が活性化され、さらに EOTの低減が可能である。以上から、

赤外光照射による Auナノ粒子からの加熱に VUV光からの結合活性化が重畳することで、Oラジ

カルと Siの反応が進行し、熱酸化膜に匹敵する良質な SiO2膜が形成されたと考えられる。 
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図 1. (a) プラズマ供給ラジカルを用いたプラズモン励起表面反応系の構成図。 (b) 光照射条件別

の 10 分処理 SiO2膜の誘電特性。 
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